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【57】申請專利範圍
1.　一種具高出光均勻度之導光板，具有一入光面及一出光面，該入光面供以接收光源之光
線，該出光面與該入光面垂直鄰接設置，包括：複數第一凹陷溝槽，押出成形於該出光

面，具有一第一深度為 50~90μm；以及複數第二凹陷溝槽，押出成形於該出光面，具有
一第二深度為 10~30μm，且與該複數第一凹陷溝槽交錯設置；其中，該等第一凹陷溝槽
及該等第二凹陷溝槽為 V型而具有二溝槽斜面，該等溝槽斜面所夾設之角度介於 70~90
度；藉此，該等第二凹陷溝槽消除了該等第一凹陷溝槽於鄰近該入光面區域引起的直噴

紋現象，且該等第一凹陷溝槽消除了該等第二凹陷溝槽於鄰近該入光面區域引起的交錯

紋現象。

2.　如申請專利範圍第 1項所述之具高出光均勻度之導光板，其中，該等第一凹陷溝槽及該
等第二凹陷溝槽係呈連續鄰接設置。

3.　如申請專利範圍第 1項所述之具高出光均勻度之導光板，其中，該等第一凹陷溝槽及該
等第二凹陷溝槽係呈間隔設置，且相鄰之任一該第一凹陷溝槽及該第二凹陷溝槽之間係

為平面。

4.　一種用以製成具高出光均勻度之導光板之製造方法，包含以下步驟：提供一導光板，該
導光板具有一入光面及一出光面，該出光面與該入光面垂直鄰接設置；提供一押印滾

輪，該押印滾輪具有複數第一凸肋及複數第二凸肋，該等第一凸肋係以一第一高度為

50~90μm押入該導光板，該等第二凸肋以一第二高度為 10~30μm押入該導光板，且該等
第一凸肋及該等第二凸肋係呈交錯設置；及於該導光板之該出光面押印形成複數第一凹

陷溝槽及複數第二凹陷溝槽，該等第一凹陷溝槽具有一第一深度為 50~90μm，該等第二
凹陷溝槽具有一第二深度為 10~30μm，且該等第一凹陷溝槽與該等第二凹陷溝槽交錯設
置。

5.　如申請專利範圍第 4項所述之用以製成具高出光均勻度之導光板之製造方法，其中，該
等第一凸肋及該等第二凸肋係呈連續鄰接設置。
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6.　如申請專利範圍第 4項所述之用以製成具高出光均勻度之導光板之製造方法，其中，該
等第一凸肋及該等第二凸肋係呈間隔設置，且相鄰之任一該第一凸肋及該第二凸肋之間

為平面。

7.　如申請專利範圍第 4項所述之用以製成具高出光均勻度之導光板之製造方法，其中，該
等第一凸肋及該等第二凸肋為 V型而具有二凸肋斜面，該等凸肋斜面所夾設之角度介於
70~90度。

圖式簡單說明

第 1圖，為本發明較佳實施方式之導光板立體示意圖。
第 2圖，為本發明較佳實施方式之導光板平面示意圖。
第 3圖，為本發明較佳實施方式另一實施狀態之導光板平面示意圖。
第 4圖，為本發明較佳實施方式再一實施狀態之導光板平面示意圖。
第 5圖，為本發明較佳實施方式之導光板製造方法步驟流程圖。
第 6圖，為本發明較佳實施方式之押印滾輪應用示意圖。
第 7圖，為本發明較佳實施方式另一實施狀態之押印滾輪應用示意圖。
第 8圖，為導光板應用時產生之交錯紋示意圖。
第 9圖，為導光板應用時產生之直噴紋示意圖。
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